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１．概要（Summary） 

CH3NH3PbI3 (MAPbI3)に代表されるペロブスカイト構

造を持つ有機金属ハロゲン化物は、20 %近い太陽光エ

ネルギー変換効率を示すにも関わらず低コストな溶液プ

ロセスで作製可能であることから、次世代の太陽電池材料

として注目を集めている。しかし、薄膜形成プロセスにお

いて針状の特徴的な膜構造を示し、ピンホールが形成さ

れやすいことから[1, 2]、デバイスとしての歩留まりの悪さや

安定性が問題となっている。 
液滴径数 µm 程度の霧を加熱基板上に噴霧し成膜を

行う超音波霧化法は、核発生と膜成長をプロセスにより制

御しやすい特徴を有する。また、工業化に向けた大面積

化などの点でスピンコート法に比べて優位な溶液プロセス

手法である。そこで、本研究では超音波霧化法によって

MAPbI3薄膜を作製し、その膜構造制御を試みた。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

走査型顕微鏡 S4700  
【実験方法】 

ヨウ化メチルアンモニウムとヨウ化鉛（II）を MAPbI3 換

算で 0.2-1.5 M となるように N, N-ジメチルホルムアミドに

溶解させ、前駆体溶液濃度を調液した。2.4 MHz の超音

波振動素子を用いて前駆体溶液を霧化させ、120 °C に

加熱したシリコン基板上に噴霧することで霧化成膜を行っ

た。キャリアガスとしては窒素ガスを用いた。また、参照試

料として0.5 Mに調液した前駆体溶液を用いてスピンコー

ト法による成膜を行った。 
成膜した薄膜のモフォロジーを光学顕微鏡で、ナノ構

造は X 線回折（XRD; ATX-G）、走査型電子顕微鏡

（SEM; S4700）を用いて評価した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

XRD スペクトルから、いずれの薄膜も MAPbI3と PbI2

の混晶であることが分かった。また、SEM 像（FIG. 1）から、

スピンコート成膜した参照薄膜では特徴的な針状の結晶

が観察されており空隙が多い膜構造になっているのに対

して、超音波霧化成膜した薄膜において微細な針状結晶

が観察されるのみであり、針状結晶の形成が超音波霧化

成膜において抑制されていることが分かった。 
また、高被覆率な薄膜を得るには、前駆体溶液濃度に

最適値があることが分かった。 
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FIG. 1 Plane SEM images of MAPbI3 films. 


